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文章摘要：

针对脉冲偏压电弧离子镀技术，分析了影响基体沉积温度的各项因素及其影响
程度。在直流偏压电弧离子镀沉积温度计算模型的基础上，在偏压输出波形为
近方波的相对规范形状的条件下，将脉冲离子轰击输入能量功率等效成直流输
入功率与占空比的乘积，再基于能量平衡原理建立脉冲偏压电弧离子镀基体沉
积温度的理论计算模型，最后用实测的沉积温度对计算模型进行检验，在－
1000——0 V的偏压范围内，理论与实验得到了好的吻合。
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